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Cadena de Valor de la Nanotecnologia

1.nano-materias primas

2 .Productos intermedios que incluyan
nanocomponentes

3.Productos terminados incorporantes de
NT
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Centros que lo componen:

e Fisica y Metrologia: e Procesos Superficiales:

Grupo de Transferencia Grupo de Nanoscopia y

AC-DC Nanotecnologia

e Mecanica: Grupo de e Quimica: Grupo de

Biomateriales Sistemas de Liberacion
Controlada

e Plasticos: Grupo de

Polimeros Modificados, e Textiles: Grupo de

Aleaciones y Compuestos Acabados Funcionales

e Electronica e Informatica: Grupo de
Microtecnologias y Microsistemas
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ODbjetivos

- Promover y consolidar 1+D+1 en NT para dar
respuestas tecnologicas efectivas a la
Industria

- Generar un ambito de discusion y difusion de la NT

- Promover la gestacion de proyectos interdisciplinarios
dentro de INTI y con otros organismos de sistema de
Ciencia y Tecnologia
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Nanoparticulas en
Biomedicina

Obtencion de
magneto
liposomas

LIPOSOMAS

Caracterizacion

INTI-Procesos Superficiales
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Nanoparticulas en Biomedicina

INTI — Quimica

Obtencion de
nanoparticulas

Caracterizacion

UNQ-LDTD

Ensayos in vitro en
cultivo celular

NP
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INTI-PS

Ensayos in vivo en
animales de

. laboratorio

Caracterizacion
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Nanoparticulas en Biomedicina

3mm

Nanoparticulas
magneticas Core-shell
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Nanotecnologia en Textiles

INTI —Quimica

Disefio y desarrollo de
microparticulas

CEPAVE
UNLP -CONICET

INTI

Aplicacion

—Textiles

Ensayos de
repelencia

Ensayos de uso
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NANOCOMPUESTOS
N BIODEGRADABLES
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NANOCOMPUESTOS
BIODEGRADABLES

Equipamiento para
procesar
Polimeros
Biodegradable
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NANOCOMPUESTOS
BIODEGRADABLES

““Fquipamiento para
procesar agroproteinas
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Pinturas Bactericidas

Patente en tramite en Mercosur, NAFTA, UE y Japon (2008)

nano CNEA 2009 - Bariloche Contacto: Dr. Carlos Moina



INTI-Nanotecnologia Industrial

Pinturas
Bactericidas
“Nanoenabled”

>
. i

Premio
INNOVAR
2007

nano CNEA 2009 - Bariloche Contacto: Dr. Carlos Moina



INTI-Nanotecnologia Industrial

Pinturas Bactericidas “Nanoenabled”
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Electronica e Informatica

Objetivo Especifico

« DESARROLLO DE MICRO Y NANO MICROSISTEMAS
« ENCAPSULADOS ESPECIALES
« TESTING DE MEMS Y CI
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Biosensores:
Il nmunodetector,
DBO y toxicidad en aguas

INTI-E& |
Microfabricacion
del Lab on a Chip

INTI —PS
Funcionalizacion
del Lab on a Chip

Circuito Integrado
- Potenciostato
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Celdas electroguimicas

Lavado
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Micromecanizado superficial. (izg.) Estructuras de test, alineacion y dos dies
(der.) detalle de un termoconversor: calefactor, resistencias y contacto

nano CNEA 2009 - Bariloche Contacto: Dr. Héctor Laiz
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Monitoreo de corrosidon en
estructuras de hormigon

ER de MnO2
Sensor de temperatura

Sensor de conductividad

nano CNEA 2009 - Bariloche Contacto: Dr. Carlos Moina
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Celda de combustible
Proyecto Start up 2007
(INTI-CNEA)
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Microswitch de RF
PAE 2006 Nanotech
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Microbolometro no enfriado

S5i,N, bridge

VO, or
YBaCuO film

Pixel patron

— Si wafer w/ROIC

Proyecto FAN (INTI - CONAE)
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Laboratorio de
Fotolitografia

_ y Banco de
Laborqt_o,rlo de Ataque
Deposicion de Humedo
Peliculas
Delgadas y ) i i
Gruesas Sala Limpia de Micro y

Nano Integracion
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Sala Limpia—INTI (Ampliacion)
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Microtecnologias y Microsistemas

Ampliacion (350 m?) {_ﬁg

Laboratorio de Encapsulado §

Laboratorio de Testing A

Laboratorio de Diseno
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Participantes

Electronica e Informatica

Liliana Fraigi Eliana Mangano
Alex Lozano Gabriel Gabian
Laura Malatto Anahi Weinstock
Mariano Roberti Omar Milano

3 Becarios de Doctorado (MinCyT- PRH)
4 Becarios de EAMTA (INTI)
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Instituto
Nacional

de Tecnologia
Industrial

INTI

IMTI - Manotecniologia Industrial
estd constituido por grupos.
multidisciplinarios perenecientes
a diversos Centros INTI, situados

INTI - Nano Tecnologia Industrial

en el Parque Tecnoldgico
Wiguelete.

Informacion general

Inicio
Introduccidn
Quiénes somaos
Publicaciones

Areas temadticas

Manotecnologia Aplicada al
Desarrollo de Materiales

Integracion de Mano y
Microsistemas

Modificaciones supericiales
nanoestructuradas para
biomateriales metilicos

Iateriales Palimericos
Manocompuestos

Manoy Micro Sistemas de
Liberacion Controlada

Manometrologia
MNanotextiles

Contacto

Comuniquese con nosotros

nano CNEA 2009 - Bariloche

Microtecnologias
Y microsisiemas
de INTI Electronica
e Informatica

Biomateriales
ae INTI Mecanica

Sistemas de

Lineracion controlata
de INTI Quimica

Nanoscopias U
nano!ecnulngia
e INTI PPOCESDS
Superficiales




Muchas Gracias!!!
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Laboratorio de Fotolitografia
Banco quimico

flujo laminar clase 100
planchas calefactoras
pistola de agua DI
cascada de limpieza
pistola de N,

Spinner
10.000 rpm
programacion de rampas
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Laboratorio de Fotolitografia

Alineadora de mascaras de doble cara

- exactitud top side 0,5 pum

- exactitud bottom side 1 pum

- resolucion 0,06 pum

- modos de exposicion:
contacto / proximidad

- lampara 350 W

- std NUV 350 - 450 nm

- obleas de 2” a 6”
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Laboratorio de Deposicion de Peliculas

Delgadas: Sputtering Gruesas: Screen printer

—

- 3 magnetrons, DC (1,5 kW) y RF (600 W) Semiautomatica
- RF biased (hasta 200W) para etching (rotacion alineacion optica
continua/steps) minima impresion 150 pum
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Laboratorio de Encapsulado

Wire bonder por aguja / bola
diametro de alambre 75 a 100 um
20 a 50 um
alambre de Au y Al

Cortadora de obleas
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Laboratorio de Testing

Probe Station manual Ana|izad0r pal’amétriCO

obleas hasta 8” resolucion: 1 pV - 0,1 fA
micromanipuladores manuales y |
motorizados
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Resultados Esperados

» Prototipos de detector de aftosa durante 2009

» Prototipo de Chagas durante 2010

» Prototipos de DBO y toxicidad en aguas durante 2009
> Prototipo de sensor de corrosion durante 2009

» Termoconversor AC/DC durante 2010

» Prototipo de microbolometro no enfriado durante 2012
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Actor es exter nos involucr ados

> Instituto de Investigaciones Biotecnologicas-UNSAM
R. Ugalde (Biosensores)

» Facultad de Ingenieria-UNS
P. Julian (CI — Instrumentacion)

» CNEA
A. Lamagna (Encapsulados para aplicaciones satelitales)

» CONAE
H. Marraco (Microbolometro no enfriado)
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